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(57) Abstract: The invention relates to an installation, in particular a vacuum processing installation for processing a substrate (130),
in particular a semiconductor wafer, comprising a processing station. Said installation comprises a frame (110), to which is clamped
a carrier (120), for holding and/or transporting the substrate (130), whereby the latter (130) can be fastened by its entire surface to
said carrier (120). The processing station preferably comprises a chuck electrode (140) with a flat outer surface (141) and the carrier
(120) can be positioned parallel and adjacent to said outer surface (141) of the chuck electrode (140). The carrier is composed in
particular of a non-conductive dielectric material and is provided on one side with a conductive layer (122), in such a way that the
chuck electrode (140) and the carrier (120) form an electrostatic chuck.
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(57) Zusammenfassung: Eine Anlage, insbesondere eine Vakuumprozessanlage, zur Bearbeitung eines Substrats (130), insbeson-
dere eines Halbleiterwafers, mit einer Bearbeitungsstation umfasst zum Halten und/oder Transportieren des Substrats (130) einen
Rahmen (110) mit einem eingespannten Triger (120), wobei das Substrat (130) grossflachig auf dem Trager (120) befestigbar ist.
Die Bearbeitungsstation umfasst bevorzugt eine Aufspannelektrode (140) mit einer ebenen Aussenfldche (141), wobei der Triager
(120) parallel und angrenzend an die Aussenfliche (141) der Aufspannelektrode (140) positionierbar ist. Der Triger besteht ins-
besondere aus einem nicht-leitenden dielektrischen Material und ist einseitig mit einer leitfahigen Schicht (122) versehen, so dass
durch die Aufspannelektrode (140) und den Tréger (120) eine elektrostatische Aufspannvorrichtung (Chuck) gebildet wird.



